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Метою роботи є дослідження можливості застосування плазмово-імерсійної технології для локальної
зміцнюючої обробки зовнішніх поверхонь тертя габаритних трубчастих деталей і групової зміцнюючої
обробки об'ємних деталей з розвиненою геометрією зовнішньої поверхні. Розглядається комплексна тех-
нологія, що включає високоінтенсивну низькоенергетичну імплантацію азоту і нанесення функціонально-
го наноструктурного покриття.

Досліджено особливості застосування джерела прискорених газових іонів для проведення комплекс-
ної технології поверхневої обробки робочої поверхні пари тертя. Комплексна технологія включає іонне
полірування для видалення наслідків абразивної обробки. Виявлені особливості попередньої підготовки
поверхні перед покриттям в умовах «масляної» відкачки при обробці деталей із титанових сплавів. Для
забезпечення імерсійного характеру обробки застосовано оригінальний спосіб підключення джерела жив-
лення розряду прискорювача іонів.

Експериментально доведено, що планарний магнетронний пристрій незбалансованого типу може
створювати потік пучкової плазми для проведення попередніх операцій нагріву, очищення та активації
поверхні оброблюваного об'єкта. З його допомогою забезпечується нанесення функціонального покриття,
а також створюється робоче плазмове середовище для проведення локальної та групової імерсійної техно-
логії високоінтенсивної низькоенергетичної імплантації азоту.

Обгрунтовано застосування плазмових пристроїв магнетронного типу, які повинні забезпечувати
проведення плазмово-імерсійної обробки в розрідженій плазмі несамостійного тліючого розряду. Розроб-
лено і випробувано магнетронний пристрій для нанесення покриття при зниженому робочому тиску (7 – 8)
× 10-4 Торр. Завдяки сильній незбалансованості магнітної системи магнетрона формується потік пучкової
плазми. Пучкова плазма використовується для локальної плазмово-імерсійної обробки і в газорозрядному
джерелі електронів для ініціювання несамостійного тліючого розряду. Розроблено інтегрований плазмо-
вий пристрій, що включає планарний незбалансований магнетрон і електродну систему плазмового широ-
коапертурного джерела електронів.

Отримано експериментальні зразки плазмово-імерсійної обробки. Отримано результати, що не супе-
речать очікуваним.
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